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(57)  Aufgabe der Erfindung ist es, eine Trocknerein-
richtung (10) derart zu verbessern, dass der Anteil der
von einer Strahlungseinheit emittierten Strahlungsener-
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auf den Bedruckstoff (19) gerichteten Strahlungsenergie
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Trocknereinrichtung
zur Behandlung einer Bedruckstoffoberflache in einer
Verarbeitungsmaschine nach dem Oberbegriff von Pa-
tentanspruch 1. Als Verarbeitungsmaschinen eignen
sich insbesondere Rotationsdruckmaschinen sowie Lak-
kiermaschinen fiir die Verarbeitung von Bedruckstoffen.
[0002] In Verarbeitungsmaschinen werden bekannt-
lichzum Trocknen von UV (Ultraviolett)-hartenden Druck-
farben und/oder Lacken Trocknereinrichtungen einge-
setzt, welche als Strahlungseinheit wenigstens eine UV-
Lichtquelle, wie Quecksilber-Dampflampen oder UV-
emittierende Leuchtdioden, aufweisen.

[0003] Eine Trocknereinrichtung dieser Art ist als Be-
strahlungseinrichtung aus DE 102 43 577 A1 bekannt.
Die Trocknereinrichtung umfasst einen (liber die Format-
breite) lang gestreckt angeordneten, ringférmigen UV-
Strahler sowie einen teilweise lGber dessen Umfang ge-
krimmt angeordneten Reflektor. An der Strahlenaus-
trittsflache ist ein zusétzlicher Reflektor zwecks Umlen-
kung der UV-Strahlung angeordnet, der in seiner Nei-
gung verstellbar ist. Dabei kénnen die Reflektorflachen
eine dichroitische Beschichtung aufweisen.

Gegenuber der Strahlungsaustrittsflache kann ein Strah-
lungsabsorber zur Aufnahme von im Aus-Zustand des
UV-Strahlers nicht auf ein Werkstiick gerichteter Strah-
lung angeordnet sein. In einer weiteren Ausbildung kann
der zuséatzlich angeordnete Reflektor in einem gewissen
Grade als Ersatz des Strahlungsabsorbers fungieren.
Bekanntlich sind derartige Reflektorflachen mit Hoch-
glanz ausgefiihrt. Nachteilig ist hierbei die relativ aufwen-
dige Ausbildung der Trocknereinrichtung.

[0004] Aufgabe der Erfindungist es, eine Trocknerein-
richtung der eingangs genannten Art derart zu verbes-
sern, dass der Anteil der von einer Strahlungseinheit
emittierten Strahlungsenergie mit einer Wellenlange im
Infrarot (IR-Strahlung) aus der zur Behandlung der Be-
druckstoffoberflache auf diese gerichteten Strahlungs-
energie mit einfachen Mitteln reduziert wird.

Geldst wird die Aufgabe durch die Ausbildungsmerkmale
von Patentanspruch 1. Weiterbildungen ergeben sich
aus den abhangigen Ansprichen.

[0005] Einerster Vorteil der Erfindungist darin begriin-
det, dass bei der Trocknereinrichtung der Anteil der IR-
Strahlung aus der ansonsten auf den mit unter UV-Strah-
lung hartender Druckfarbe und/oder hartendem Lack
und/oder hartendem Klebstoff (UV-Druckfarbe, UV-
Lack, UV-Klebstoff) versehenen Bedruckstoff gerichteter
Strahlung spirbar reduziert ist. Dadurch wird der Anteil
der UV-Strahlung als Nutzstrahlung verbessert und der
bisher durch den IR-Ahteil der Strahlung bedingte War-
meeintrag in den Bedruckstoff bzw. in benachbarte Bau-
teile der Trocknereinrichtung bzw. der Verarbeitungsma-
schine reduziert. Weiterhin wird durch die Reduzierung
des nicht erwiinschten Anteils der IR-Strahlung die Ge-
fahr der Uberhitzung des Bedruckstoffes spiirbar redu-
Ziert.
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[0006] Einzweiter Vorteil bestehtdarin, dass durch die
Reduzierung des Wéarmeeintrages die auf den Bedruck-
stoff vor dem Trocknungsprozess aufgetragene UV-
Druckfarbe und/oder der UV-Lack und/oder UV-Klebstoff
schonender ausharten und dennoch sofort fest werden.
Dadurch wird auch ein Beitrag zur Verbesserung der
Druck-/Lackqualitéat (Farbbrillanz, Glanzgrad, Kratzfe-
stigkeit, Haftfestigkeit etc.) geleistet.

[0007] Die Erfindung ist nicht auf unter UV-Strahlung
hartende Druckfarben oder Lacke beschrankt. Vielmehr
kann ein unter UV-Strahlung hartender Klebstoff vorher
auf die Bedruckstoffoberflache aufgetragen sein, der an-
schlieend mittels der erfindungsgemafien Trocknerein-
richtung vorharten und/oder aushérten kann. Eine der-
artige Anwendung ist beispielsweise bei aus mehreren
Lagen bestehenden Bedruckstoffen, beim Zusammen-
fiihren mehrerer Lagen zu einem Bedruckstoff oder beim
Pragefoliendruck, bei dem bildgebende Schichten von
einer Transferfolie auf den Bedruckstoff applizierbar
sind, realisierbar.

[0008] Die Erfindung soll an einem Ausfiihrungsbei-
spiel naher erlautert werden. Dabei zeigen schematisch:

Fig. 1  eine Rotationsdruckmaschine mit den relevan-
ten Komponenten zugeordneten Trocknerein-
richtungen,

Fig. 2 eine Trocknereinrichtung in erster Ausbildung,

Fig. 3  eine Trocknereinrichtung in zweiter Ausbil-
dung,

Fig. 4 eine Reflektorausbildung gem. Fig. 2,

Fig. 5 eine Reflektorausbildung gem. Fi. 3,

Fig. 6  eine Weiterbildung gem. Fig. 5.

[0009] Eine Rotationsdruckmaschine fiir die Verarbei-

tung von bogenférmigen Bedruckstoffen 19 (Bogenma-
terial) umfasst mehrere Druckwerke |, I, wenigstens ein
Lackwerk Il sowie einen Ausleger IV. Jedes Druckwerk
I, [l besitzt einen eine Druckform tragenden Formzylinder
4. Dem Formzylinder 4 ist zumindest ein Farbwerk und
bei Bedarf ein Feuchtwerk zugeordnet (nicht gezeigt).
Dabei wird die Druckform mittels Auftragwalzen, speziell
Farbauftragwalzen, mit einem Medium in Form von
Druckfarbe eingefarbt und bei Einsatz eines Feuchtwer-
kes mittels wenigstens einer Auftragwalze, speziell we-
nigstens einer Feuchtauftragwalze, mit einem Medium
in Form von Feuchtmittel benetzt. Alternativ umfasst ein
Lackwerk Il einen eine Druckform (einschlieflich Gum-
mituch) tragenden Formzylinder 5 (Lackierzylinder 5),
dem ein Dosiersystem 6 zugeordnet ist, wobei die Druck-
form mittels einer Auftragwalze, hier speziell mit einer
gerasterten Lackauftragwalze und einem Kammerrakel,
mit einem Medium in Form von Lack benetzt wird.

[0010] GemaR Fig. 1 weist ein Druckwerk I, 1l einen
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als Plattenzylinder ausgebildeten Formzylinder 4 und ei-
nen dem Formzylinder 4 benachbart angeordneten
Gummituchzylinder 3 auf, wobei der Gummituchzylinder
3 mit einem den bogenférmigen Bedruckstoff 19 in For-
derrichtung 7 transportierenden Bogenfiihrungszylinder
1, speziell einem Druckzylinder, zusammen wirkt. Dem
Formzylinder 5 des Lackwerkes Ill ist ebenso ein Bégen-
fuhrungszylinder 1, speziell ein Druckzylinder, zugeord-
net.

[0011] Fur den Transport des bogenférmigen Be-
druckstoffes 19 in Férderrichtung 7 ist zwischen den Bo-
genflihrungszylindern/Druckzylindern 1 wenigstens ein
Bogenfihrungszylinder als Transferzylinder 2 angeord-
net. Bei Bedarf kann zwischen den Bogenfiihrungszylin-
dern 1 der Druckwerke |, Il und/oder Lackwerken lll ein
Bogenfuhrungszylinder 8 als Wendeeinrichtung ange-
ordnet sein. Die gezeigte Wendeeinrichtung 8 ist als Ein-
trommelwendung nach dem Prinzip der Hinterkanten-
wendung ausgebildet. Alternativ sind andere Wendeein-
richtungen einsetzbar.

Die Bogenfiihrungszylinder 1, 2 und 8 weisen an sich
bekannte Bogenhalteeinrichtungen 20, beispielsweise
Greifersysteme, auf.

Im vorliegenden Beispiel ist dem Lackwerk Il in Férder-
richtung 7 ein Ausleger IV mit einer Abnahmeeinrichtung
9 und umlaufenden Foérdersystemen mit Bogenhaltein-
richtungen 20 zwecks Ablage der bogenférmigen Be-
druckstoffe 19 auf einen Stapel nachgeordnet.

[0012] In Forderrichtung 7 ist nach den Druckzonen
(gebildet durch Gummituchzylinder 3 und Bogenfiih-
rungszylinder 1) der Druckwerke I, Il und/oder nach der
Lackierzone (gebildet durch Formzylinder 5 und Bogen-
fihrungszylinder 1) der Lackwerke Il jeweils eine Trock-
nereinrichtung 10 zur Zufiihrung von Strahlungsenergie
auf den mit UV-Druckfarbe bedruckten und oder mit UV-
Lack lackierten, alternativ mit einem UV-Klebstoff verse-
henen Bedruckstoff 19 angeordnet.

Bei Bedarf kann weiterhin im Ausleger IV wenigstens ei-
ne Trocknereinrichtung 10im Bogenaufgang (Fig. 1) und/
oder in einem horizontalen Auslegerbereich (nicht ge-
zeigt) angeordnet sein.

[0013] Jede Trocknereinrichtung 10 umfasst wenig-
stens eine sich tiber die Formatbreite des Bedruckstoffes
19 erstreckende Strahlungseinheit 11, insbesondere ei-
ne UV-Strahlungseinheit. Die Trocknereinrichtung 10
umfasst ferner wenigstens einen uber die Formatbreite
in einem Teilumfang gekrimmten Reflektor 12 als Re-
flektorspiegel. Im vorliegenden Beispiel sind zwei Reflek-
toren 12 mit Bezug zur Symmetrielinie spiegelbildlich zu-
einander angeordnet und auf den Bedruckstoff 19 ge-
richtet.

Ein derartiger Reflektor 12 weist einen in Richtung des
zu trocknenden Bedruckstoffes 19 offenen Strahlungs-
austrittsbereich 21 auf und ist an seiner vom Bedruckstoff
19 bzw. von der Strahlungseinheit 11 abgewandten
Ruckseite 14 mit einem Kuhlelement 15 in Wirkverbin-
dung.

Bevorzugt weist das Kiihlelement 15 mehrere von einem
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Kuhlfluid, beispielsweise Wasser, durchstrombare Kuihl-
kanale 16 auf. Alternativ kann ein derartiges Kiihlelement
15 mehrere Kihlrippen und/oder Kiihlkanale 16 aufwei-
sen.

[0014] Ein gekrimmter Reflektor 12 umfasst eine di-
chroitische Schicht 22, welche an seiner der Strahlungs-
einheit 11 zugewandten Vorderseite 13 angeordnet ist.
An einer Riickseite 14 der den Reflektor 12 bildenden
dichroitischen Schicht 22, d.h. von der Strahlungseinheit
11 abgewandt, weist der Reflektor 12 eine erste IR(In-
frarot)-Absorberschicht 17 (Fig. 2, 4) auf.

Die erste IR-Absorberschicht 17 ist in bevorzugter Aus-
bildung bevorzugt haftfest an der dichroitischen Schicht
22 angeordnet. Dabei kann der mit dichroitischer Schicht
22 und erster IR-Absorberschicht 17 ausgebildete Re-
flektor 12 mit dem Kuhlelement 15 eine einteilige Bau-
einheit bilden. Hierzu ist die vorderseitig mit der dichroi-
tischen Schicht 22 verbundene, erste IR-Absorber-
schicht 17 riickseitig am Kuhlelement 15 haftfest ange-
ordnet (Fig. 4). Alternativ kann die mit der dichroitischen
Schicht 22 verbundene erste IR-Absorberschicht 17 (als
Reflektor 12) I6sbar an dem Kihlelement 15 angeordnet
sein.

Bevorzugt ist die dichroitische Schicht 22 auf der Vor-
derseite 13 deram Kuhlelement 15 angeordneten, ersten
IR-Absorberschicht 17 aufgesputtert.

[0015] In einer weiteren Ausbildung umfasst der Re-
flektor 12 ein Substrat 23, beispielsweise ein bevorzugt
metallisches Reflektorblech, das an der Vorderseite 13
die mitderdichroitischen Schicht 22 verbundene, haftfest
angeordnete erste Absorberschicht 17 tragt. In Weiter-
bildung kann das Substrat 23 riickseitig eine haftfest an-
geordnete zweite IR-Absorberschicht 18 tragen. Bevor-
zugt ist dieser Reflektor 12 (in beiden Ausbildungen) 16s-
bar am Kuihlelement 15 angeordnet. In einer Ausbildung
ist die zweite IR-Absorberschicht 18 des Reflektors 12
unmittelbar dem Kihlelement 15 benachbart zugeord-
net.

In einer Weiterbildung ist dieser Reflektor 12 Iésbar an
dem Kiihlelement 15 angeordnet. Dabei tragt das Kiihl-
element 15 eine an diesem haftfest angeordnete, dritte
IR-Absorberschicht 25 und die am Reflektor 12 angeord-
nete zweite IR-Absorberschicht 18 ist der dritten IR-Ab-
sorberschicht 25 unmittelbar benachbart zugeordnet.
Bevorzugt ist die dichroitische Schicht 22 auf der Vor-
derseite 13 des Reflektors 12 (bzw. des Substrates 23)
aufgesputtert.

[0016] In einer ersten Ausbildung ist an der Riickseite
14 der dichroitischen Schicht 22 die erste IR-Absorber-
schicht 17 haftfest angeordnet, welche wiederum haftfest
mit dem Substrat 23 verbunden ist. An der Riickseite des
Substrates 23 ist eine zweite IR-Absorberschicht 18 an-
geordnet (Fig. 3, 5, 6).

Einem derartigen Reflektor 12, speziell dessen zweiter
IR-Absorberschicht 18, ist das Kiihlelement 15 benach-
bart zugeordnet. Der mit dichroitischer Schicht 22, erster
IR-Absorberschicht 17, Substrat 23 und zweiter IR-Ab-
sorberschicht 18 ausgebildete, 16sbar am Kuhlelement
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15 angeordnete Reflektor 12 und das Kihlelement 15
kdénnen eine zweiteilige Baueinheit bilden. Hierbei sind
die zweite IR-Absorberschicht 18 und das Kiihlelement
15 in einem Kontaktspalt 24 mit geringfiigigem Abstand
zueinander oder bevorzugt in unmittelbarem Oberfla-
chenkontakt zueinander benachbart angeordnet (Fig. 5).
[0017] Ineinerzweiten Ausbildungistander Rlckseite
14 der dichroitischen Schicht 22 die erste IR-Absorber-
schicht 17 haftfest angeordnet, welche wiederum haftfest
mit dem Substrat 23 verbunden ist. An der Riickseite des
Substrates 23 ist eine zweite IR-Absorberschicht 18 an-
geordnet (Fig. 3, 5, 6).

[0018] Einem derartigen, l6sbar am Kuhlelement 15
angeordneten Reflektor 12, speziell dessen zweiter IR-
Absorberschicht 18, ist eine dritte IR-Absorberschicht 25
unmittelbar benachbart zugeordnet, welche haftfest am
Kihlelement 15 angeordnet ist (Fig. 6). Der mit dichroi-
tischer Schicht 22, erster IR-Absorberschicht 17, Sub-
strat 23 und zweiter IR-Absorberschicht 18 ausgebildete,
I6sbar am Kiihlelement 15 angeordnete Reflektor 12 und
das Kihlelement 15 mit dritter IR-Absorberschicht 25
kdnnen eine zweiteilige Baueinheit bilden. Hierbei sind
die zweite IR-Absorberschicht 18 und die dritte IR-Ab-
sorberschicht 25 (am Kiihlelement 15) in einem Kontakt-
spalt 24 mit geringfligigem Abstand zueinander oder be-
vorzugt in unmittelbarem Oberflachenkontakt zueinan-
der benachbart angeordnet (Fig. 6).

[0019] Um die Absorption der Warmestrahlung (IR-
Strahlung) am Reflektor 12 bzw. Kiihlelement 15 zu ver-
bessern ist bevorzugt die erste und/oder zweite und/oder
dritte IR-Absorberschicht 17, 18, 25 geschwarzt. Da-
durch kann insbesondere die IR-Strahlung vollstandig
absorbiert werden.

In einer Ausbildung kann die erste und/oder zweite und/
oder dritte IR-Absorberschicht 17, 18, 25 aus einer war-
mebestandigen, geschwarzten Farbschicht gebildet
sein.

In einer weiteren Ausbildung kann die erste und/oder
zweite und/oder dritte IR-Absorberschicht 17, 18, 25 aus
einer geschwarzten Eloxierschicht gebildet sein.

In einer weiteren Ausbildung kann die erste und/oder
zweite und/oder dritte IR-Absorberschicht 17, 18, 25 aus
Schwarzchrom gebildet sein.

[0020] Die Wirkungsweise ist wie folgt. Wie in Fig. 2
angedeutet wird von der Strahlungseinheit 11 eine Strah-
lungsenergie emittiert, welche u.a. Wellenlangen im In-
frarot (IR-Strahlung) und insbesondere im Ultraviolett
(UV-Strahlung) beinhaltet. Von der Strahlungseinheit 11
kann die Strahlungsenergie direkt oder indirekt auf den
Bedruckstoff 19 (mit UV-hartender Druckfarbe, UV-har-
tendem Lack oder UV-hartendem Klebstoff oder sonsti-
gen UV-hartenden Materialien) gerichtet sein.

Die gegen den Reflektor 12 gerichtete Strahlungsenergie
(UV- und IR-Strahlung) wird durch die dichroitische
Schicht 22 am Reflektor 12 aufgeteilt, indem die UV-
Strahlung dort abgelenkt und auf den Bedruckstoff 19
gerichtet wird und indem die IR-Strahlung die dichroiti-
sche Schicht22 (als Reflektor 12) passiert, von der ersten
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Absorberschicht 17 aufgenommen und an das Kihlele-
ment 15 abgegeben wird. Mittels Kuhlfluid und/oder Kiihl-
rippen kann der durch die IR-Strahlung in das Kiihlele-
ment 15 eingebrachte Warmeeintrag abgefihrt werden
(Fig. 4).

[0021] Bei den Ausbildungen gemaR Fig. 3, 5, 6 wird
die gegen den Reflektor 12 gerichtete Strahlungsenergie
(UV- und IR-Strahlung) durch die dichroitische Schicht
22 aufgeteilt, indem die UV-Strahlung dort abgelenkt und
auf den Bedruckstoff 19 gerichtet wird und indem die IR-
Strahlung die dichroitische Schicht 22 (als Reflektor 12)
passiert, von der ersten Absorberschicht 17 aufgenom-
men, das Substrat 23 passiert und von der zweiten Ab-
sorberschicht 18 aufgenommen wird.

[0022] In der ersten Ausbildung ist der zweiten Absor-
berschicht 18 unmittelbar das Kihlelement 15 zugeord-
net. Von der zweiten Absorberschicht 18 passiert die IR-
Strahlung den Kontaktspalt 24 und wird an das Kiihlele-
ment 15 abgegeben bzw. von diesem aufgenommen
(Fig. 5). Mittels Kuhlfluid und/oder Kuhlrippen kann der
durch die IR-Strahlung in das Kihlelement 15 einge-
brachte Warmeeintrag aus der Trocknereinrichtung 10
abgefiihrt werden.

[0023] In der zweiten Ausbildung ist der zweiten Ab-
sorberschicht 18 unmittelbar die dritte IR-Absorber-
schicht 25 am Kihlelement 15 zugeordnet. Von der zwei-
ten Absorberschicht 18 passiert die IR-Strahlung den
Kontaktspalt 24 und wird von der dritten IR-Absorber-
schicht 25 aufgenommen und von dieser an das Kiihl-
element 15 abgegeben (Fig. 6). Mittels Kuhlfluid und/
oder Kihlrippen kann der durch die IR-Strahlung in das
Kihlelement 15 eingebrachte Warmeeintrag aus der
Trocknereinrichtung 10 abgefiihrt werden.

Bezugszeichenliste
[0024]

01-  Bogenfihrungszylinder (Druckzylinder)

02 -  Bogenfuhrungszylinder (Transferzylinder)
03-  Gummituchzylinder

04 -  Formzylinder (Plattenzylinder)

05-  Formzylinder (Lackierzylinder)

06 - Dosiersystem

07 -  Forderrichtung

08 - Bogenflihrungszylinder (Wendeeinrichtung)
09-  Abnahmeeinrichtung

10-  Trocknereinrichtung

11 -  Strahlungseinheit

12-  Reflektor

13- Vorderseite

14 -  Ruckseite

15-  Kuhlelement

16 -  Kihlkanal

17 - erste IR-Absorberschicht

18 -  zweite IR-Absorberschicht

19-  Bedruckstoff

20- Bogenhalteeinrichtung
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21 -  Strahlungsaustrittsbereich

22 - dichroitische Schicht

23-  Substrat

24 -  Kontaktspalt

25-  dritte IR-Absorberschicht

|- erstes Druckwerk

- zweites Druckwerk

- Lackwerk

IV-  Ausleger

Patentanspriiche

1. Trocknereinrichtung zur Behandlung einer Bedruck-
stoffoberflache in einer Verarbeitungsmaschine, mit
einer sich Uber die Formatbreite des Bedruckstoffes
erstreckenden Strahlungseinheit, der Uber einen
Teilumfang wenigstens ein gekrimmter Reflektor
mit einer dichroitische Schicht zugeordnet ist, der
Reflektor einen in Richtung des zu trocknenden Be-
druckstoffes offenen Strahlungsaustrittsbereich auf-
weist und der Reflektor an seiner zum Bedruckstoff
abgewandten Rickseite mit einem Kuhlelement in
Wirkverbindung ist,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reflektor (12) eine an einer der Strahlungs-
einheit (11) zugewandten Vorderseite (13) angeord-
nete dichroitische Schicht (22) und an deren Riick-
seite (14) eine angeordnete erste IR-Absorber-
schicht (17) aufweist.

2. Trocknereinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die erste IR-Absorberschicht (17) haftfest an
der dichroitischen Schicht (22) angeordnet ist.

3. Trocknereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit der dichroitischen Schicht (22) verbun-
dene erste IR-Absorberschicht (17) haftfest an dem
Kuhlelement (15) angeordnet ist.

4. Trocknereinrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die mit der dichroitischen Schicht (22) verbun-
dene erste IR-Absorberschicht (17) I6sbar an dem
Kihlelement (15) angeordnet ist.

5. Trocknereinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Reflektor (12) ein Substrat (23) aufweist,
das an der Vorderseite (13) die mit der dichroitischen
Schicht (22) verbundene, haftfest angeordnet erste
IR-Absorberschicht (17) tragt.

6. Trocknereinrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,
dass der Reflektor (12) ein Substrat (23) aufweist,
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10.

11.

12

13.

14.

das ander Vorderseite (13) die mit der dichroitischen
Schicht (22) verbundene, haftfest angeordnet erste
IR-Absorberschicht (17) tragt und rickseitig eine
zweite, haftfest angeordnete IR-Absorberschicht
(18) tragt.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Reflektor (12) I6sbar an dem Kiihlelement
(15) angeordnet ist und die zweite IR-Absorber-
schicht (18) des Reflektors (12) unmittelbar dem
Kihlelement (15) benachbart zugeordnet ist.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der Reflektor (12) I6sbar an dem Kiihlelement
(15) angeordnet ist und die zweite IR-Absorber-
schicht (18) des Reflektors (12) einer am Kuhlele-
ment (15) haftfest angeordneten, dritten IR-Absor-
berschicht (25) unmittelbar benachbart zugeordnet
ist.

Trocknereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste und/oder zweite und/oder dritte IR-
Absorberschicht (17, 18, 25) geschwarzt sind.

Trocknereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste und/oder zweite und/oder dritte IR-
Absorberschicht (17, 18, 25) aus einer warmebe-
standigen, geschwarzten Farbschicht gebildet sind.

Trocknereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste und/oder zweite und/oder dritte IR-
Absorberschicht (17, 18, 25) aus einer geschwarz-
ten Eloxierschicht gebildet sind.

Trocknereinrichtung nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche,

dadurch gekennzeichnet,

dass die erste und/oder zweite und/oder dritte IR-
Absorberschicht (17, 18, 25) aus Schwarzchrom ge-
bildet sind.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 3,

dadurch gekennzeichnet,

dass der mit dichroitischer Schicht (22) und erster
IR-Absorberschicht (17) ausgebildete Reflektor (12)
mit dem Kihlelement (15) eine einteilige Baueinheit
bildet.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet,
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dass der mit dichroitischer Schicht (22) und erster
IR-Absorberschicht (17) ausgebildete Reflektor (12)
und das Kuhlelement (15) eine zweiteilige Bauein-
heit bilden.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass der mit dichroitischer Schicht (22), erster IR-
Absorberschicht (17) und Substrat (23) ausgebildete
Reflektor (12) mit dem Kuhlelement (15) eine zwei-
teilige Baueinheit bildet.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der mit dichroitischer Schicht (22), erster IR-
Absorberschicht (17), Substrat (23) und zweiter IR-
Absorberschicht (18) ausgebildete Reflektor (12) mit
dem Kiihlelement (15) eine zweiteilige Baueinheit
bilden.

Trocknereinrichtung nach Anspruch 6,

dadurch gekennzeichnet,

dass der mit dichroitischer Schicht (22), erster IR-
Absorberschicht (17), Substrat (23) und zweiter IR-
Absorberschicht (18) ausgebildete Reflektor (12) mit
dem eine dritte IR-Absorberschicht (25) tragenden
Klhlelement (15) eine zweiteilige Baueinheit bilden.
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